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(57)【要約】
【課題】銀反射層の劣化による正反射率の低下を防止するとともに、軽量で柔軟性があり
、製造コストを抑え大面積化・大量生産することのできる耐光性及び耐候性に優れ、太陽
光に対して良好な正反射率を有するフィルムミラー、その製造方法、及びそれを用いた太
陽熱発電用反射装置を提供する。
【解決手段】樹脂基材上に構成層として少なくとも銀反射層及び該銀反射層の光入射側に
設けられたＣ－Ｈ結合を有する樹脂層を有するフィルムミラーであって、該Ｃ－Ｈ結合を
有する樹脂層の表面に、該Ｃ－Ｈ結合がＣ－Ｆ結合に置換（改質）されたフッ素含有樹脂
層を有することを特徴とするフィルムミラー。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　樹脂基材上に構成層として少なくとも銀反射層及び該銀反射層の光入射側に設けられた
Ｃ－Ｈ結合を有する樹脂層を有するフィルムミラーであって、該Ｃ－Ｈ結合を有する樹脂
層の表面に、該Ｃ－Ｈ結合がＣ－Ｆ結合に置換（改質）されたフッ素含有樹脂層を有する
ことを特徴とするフィルムミラー。
【請求項２】
　樹脂基材上に構成層として少なくとも銀反射層及び該銀反射層の光入射側に設けられた
Ｃ－Ｈ結合を有する樹脂層を有するフィルムミラーであって、該フィルムミラー全体が前
記Ｃ－Ｈ結合を有する樹脂層で覆われ、該Ｃ－Ｈ結合を有する樹脂層表面に、該Ｃ－Ｈ結
合がＣ－Ｆ結合に置換（改質）されたフッ素含有樹脂層を有することを特徴とするフィル
ムミラー。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のフィルムミラーの製造方法であって、樹脂基材上に設けられ
た銀反射層の光入射側にＣ－Ｈ結合を有する樹脂層を設け、フッ素ガス雰囲気下で、前記
Ｃ－Ｈ結合を有する樹脂層の表面の該Ｃ－Ｈ結合をＣ－Ｆ結合に置換（改質）するフッ素
化処理を行い、該Ｃ－Ｈ結合を有する樹脂層表面に該Ｃ－Ｆ結合を有するフッ素含有樹脂
層を形成することを特徴とするフィルムミラーの製造方法。
【請求項４】
　請求項１または２に記載のフィルムミラーを用いた太陽熱発電用反射装置であって、前
記樹脂基材を挟んで前記銀反射層を有する側と反対側の樹脂基材面に塗設された粘着層を
介して、金属基材上に当該フィルムミラーを貼り付けて形成されたことを特徴とする太陽
熱発電用反射装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、耐光性及び耐候性に優れ、太陽光に対して良好な正反射率を有するフィルム
ミラー、その製造方法、それを用いた太陽熱発電用反射装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、石油、天然ガス等の化石燃料エネルギーに代わる代替エネルギーとしては現在、
石炭エネルギー、バイオマスエネルギー、核エネルギー、並びに風力エネルギー及び太陽
エネルギー等の自然エネルギーが検討されているが、化石燃料の代替エネルギーとして最
も安定しており、且つ量の多い自然エネルギーは、太陽エネルギーであると考えられる。
【０００３】
　しかしながら、太陽エネルギーは非常に有力な代替エネルギーであるものの、これを活
用する観点からは、（１）太陽エネルギーのエネルギー密度が低いこと、並びに（２）太
陽エネルギーの貯蔵及び移送が困難であることが、問題となると考えられる。
【０００４】
　これに対して、太陽エネルギーのエネルギー密度が低いという問題は、巨大な反射装置
で太陽エネルギーを集めることによって解決することが提案されている。
【０００５】
　反射装置は、太陽光による紫外線や熱、風雨、砂嵐などに晒されるため、従来、ガラス
製ミラーが用いられてきた。ガラス製ミラーは環境に対する耐久性が高い反面、輸送時に
破損したり、質量が重いために、ミラーを設置する架台の強度を持たせるために、プラン
トの建設費がかさむといった問題があった。
【０００６】
　上記問題を解決するために、ガラス製ミラーを樹脂製反射シートに置き換えることが考
えられてきたが（例えば特許文献１参照）、樹脂は外部環境に対して弱く、また反射層に
銀などの金属を用いると、樹脂層を介して酸素や水蒸気、硫化水素などが透過し、銀を腐



(3) JP 2011-158751 A 2011.8.18

10

20

30

40

50

食してしまうといった問題もあり、樹脂製ミラーの適用は困難であった。
【０００７】
　太陽光を集光する目的において、高い反射率を得るという観点では、金属層を可視光領
域の反射率の高い銀で構成することが好ましい（例えば特許文献２参照）。しかしながら
、銀は耐候性に劣り、酸素・水蒸気・硫黄などで劣化しやすいという問題がある。
【０００８】
　この問題に対し、特許文献２においては、プラスチック基板が銀膜層の保護層として機
能していると考えられる。しかしながら、プラスチックは空気中の水蒸気や酸素を透過し
やすいため、酸化により銀が劣化することにより、ミラーの反射率が低下するという問題
も招いてしまう。
【０００９】
　さらに、太陽光を反射する目的でミラーを使用する場合、ミラーを屋外で使用すること
が多い。屋外で使用する場合には、ミラーが風雨に曝されることになり、そのような厳し
い環境下では銀の酸化劣化が早まり、ミラーの反射率の低下の問題はより顕著な問題とな
る。
【００１０】
　銀の腐食防止技術については、銀反射層の光入射面側の隣接層として樹脂層等腐食防止
層を塗設する方法が既に知られている（例えば特許文献３参照）。しかしながら、このよ
うな技術でも太陽光反射用のミラーとして用いられた場合には、屋外の厳しい環境下にお
かれるため、腐食に対して十分な効果が得られず、反射率の低下を十分に解消することが
できなかった。
【００１１】
　また、銀反射層の劣化を防止する一つの手段として、紫外線吸収剤と腐食防止剤を含有
する層を銀反射層の上層として設ける方法も提案されている（例えば特許文献４参照）。
しかしながら、太陽光反射用ミラーとして使用された場合においては、紫外線吸収剤自体
が経年劣化することで紫外線吸収機能が弱まるにしたがって、銀反射層の光入射面から遠
い側から劣化が進み、正反射率の低下を引き起こす問題が発生した。太陽熱発電用の反射
ミラーにおいては、太陽光を所望の位置に集光させる必要があるため、高い反射率を維持
するだけでなく、高い正反射率を維持する必要があり、銀反射層の裏側からの劣化が正反
射率の低下を引き起こすことで問題となることが判明した。また、特許文献４では、銀よ
りもイオン化傾向の高い銅等の金属層を、光入射面から遠い側の銀の隣接層として設けて
銀の犠牲防蝕層とすることで、銀の腐食を防止する方法も検討されている。しかしながら
、このような方法を用いた場合には、犠牲防蝕層は銀よりも腐食しやすいため、犠牲防蝕
層の劣化が進行し、犠牲防食層に変形が生じることで、やはり、銀面の正反射率が低下し
、ミラーの高い正反射率を維持することが困難になるといった問題が生じることが分かっ
てきた。
【００１２】
　また、銀反射層の劣化を防止する一つの手段として、紫外線吸収剤と腐食防止剤を含有
する層を銀反射層の上層として設ける方法も提案されている（例えば特許文献４参照）。
【００１３】
　しかしながら、太陽熱発電用の反射ミラーにおいては、太陽光を所望の位置に集光させ
る必要があるため、高い反射率を維持するだけでなく、高い正反射率を維持する必要があ
り、上記の技術をもってしても、太陽熱発電用の反射ミラーとして求められる高い正反射
率を維持することは困難であり、改善が求められていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】特開２００５－５９３８２号公報
【特許文献２】特開平６－３８８６０号公報
【特許文献３】特開２００２－１２２７１７号公報
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【特許文献４】米国特許出願公開第２００６／０１８１７６５号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　本発明は上記問題・状況に鑑みてなされたものであり、その目的は銀反射層の劣化によ
る正反射率の低下を防止するとともに、軽量で柔軟性があり、製造コストを抑え大面積化
・大量生産することのできる耐光性及び耐候性に優れ、太陽光に対して良好な正反射率を
有するフィルムミラー、その製造方法、及びそれを用いた太陽熱発電用反射装置を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　太陽熱発電用の反射ミラーとして、フィルムミラーが用いられる場合、太陽光を効率よ
く集光させる為、太陽熱発電用反射装置は平坦な場所に設置される場合が多く、また、天
候が安定し雨天の少ない場所が好まれる。従って、砂埃や砂粒の堆積や付着による反射率
の低下が問題となる。その為、フィルムミラーの表面は砂粒の衝突による傷等の発生や、
堆積した砂埃や砂粒を除去するために、モップ等を利用して清掃する際に砂粒等によりこ
すられることにより、表面が傷つけられることとなる。本発明者の検討によれば、銀反射
層の腐食は、このようにして発生した表面の凹凸や荒れ、クラックから侵入した酸素、水
蒸気、硫黄等の成分により進行することが判明し、腐食を防止する添加剤を含有する層を
銀層の表面に設けた場合であっても十分に抑制することが困難であることがわかってきた
。また、このような傷や荒れから、設けられたＵＶ吸収剤や腐食防止剤が流出することで
その機能が弱まり、太陽光や上記の劣化要因となる成分による正反射率の低下を引き起こ
すことが明らかになった。
【００１７】
　一方で、表面の傷を防止するためには、従来のように無機酸化物層等のバリア性を備え
たハードコート層を設けることが考えられるが、そのような層は比較的柔軟性が低い為、
フィルムミラーをロール状にして巻き取ったり、巻き出して貼り付けたりする際にクラッ
クが発生し、バリア効果が低下するため、フィルムミラーに適用することは困難であった
。
【００１８】
　上記の課題を検討した結果、フィルムミラーの銀反射層の上に、Ｃ－Ｈ結合を有する樹
脂層を設け、上記樹脂表面のＣ－Ｈ結合をＣ－Ｆ結合に置換（改質）したフッ素含有樹脂
層を該Ｃ－Ｈ結合を有する樹脂層の表面に形成することで、表面劣化が起こり難く、且つ
、酸素、水蒸気、硫黄等の劣化要因の透過を抑制することで、銀反射層の劣化を抑制する
とともに、内部に劣化防止剤を含有した層を設けた場合には、これらの成分の溶出を抑制
することが可能となり、結果としてフィルムミラーの正反射率の低下を抑制できることを
見出し本発明を成すに至った。
【００１９】
　即ち、本発明に係る上記課題は、下記の手段により解決される。
【００２０】
　１．樹脂基材上に構成層として少なくとも銀反射層及び該銀反射層の光入射側に設けら
れたＣ－Ｈ結合を有する樹脂層を有するフィルムミラーであって、該Ｃ－Ｈ結合を有する
樹脂層の表面に、該Ｃ－Ｈ結合がＣ－Ｆ結合に置換（改質）されたフッ素含有樹脂層を有
することを特徴とするフィルムミラー。
【００２１】
　２．樹脂基材上に構成層として少なくとも銀反射層及び該銀反射層の光入射側に設けら
れたＣ－Ｈ結合を有する樹脂層を有するフィルムミラーであって、該フィルムミラー全体
が前記Ｃ－Ｈ結合を有する樹脂層で覆われ、該Ｃ－Ｈ結合を有する樹脂層表面に、該Ｃ－
Ｈ結合がＣ－Ｆ結合に置換（改質）されたフッ素含有樹脂層を有することを特徴とするフ
ィルムミラー。
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【００２２】
　３．前記１または２に記載のフィルムミラーの製造方法であって、樹脂基材上に設けら
れた銀反射層の光入射側にＣ－Ｈ結合を有する樹脂層を設け、フッ素ガス雰囲気下で、前
記Ｃ－Ｈ結合を有する樹脂層の表面の該Ｃ－Ｈ結合をＣ－Ｆ結合に置換（改質）するフッ
素化処理を行い、該Ｃ－Ｈ結合を有する樹脂層表面に該Ｃ－Ｆ結合を有するフッ素含有樹
脂層を形成することを特徴とするフィルムミラーの製造方法。
【００２３】
　４．前記１または２に記載のフィルムミラーを用いた太陽熱発電用反射装置であって、
前記樹脂基材を挟んで前記銀反射層を有する側と反対側の樹脂基材面に塗設された粘着層
を介して、金属基材上に当該フィルムミラーを貼り付けて形成されたことを特徴とする太
陽熱発電用反射装置。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明の上記手段により、銀反射層の劣化による正反射率の低下を防止するとともに、
軽量で柔軟性があり、製造コストを抑え大面積化・大量生産することのできる耐光性及び
耐候性に優れ、太陽光に対して良好な正反射率を有するフィルムミラー、その製造方法、
及びそれを用いた太陽熱発電用反射装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明のフィルムミラーの構成を示す模式図の一例である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　本発明のフィルムミラーは、樹脂基材上に構成層として少なくとも銀反射層及び該銀反
射層の光入射側に設けられたＣ－Ｈ結合を有する樹脂層を有するフィルムミラーであって
、該Ｃ－Ｈ結合を有する樹脂層の表面に該Ｃ－Ｈ結合がＣ－Ｆ結合に置換（改質）された
フッ素含有樹脂層を有することを特徴とするフィルムミラーである。
【００２７】
　本発明の請求項１の態様によれば、前記Ｃ－Ｈ結合を有する樹脂層の表面に該Ｃ－Ｈ結
合がＣ－Ｆ結合に置換（改質）されたフッ素含有樹脂層を形成することで、太陽光や酸素
・水蒸気・硫黄等による樹脂層表面の凹凸の荒れやクラックの発生を抑制し、酸化劣化や
腐食の促進を抑制、防止することができる。これにより、長期間高い正反射率を維持する
ことができる。
【００２８】
　本発明の請求項２の態様によれば、フィルムミラー全体がＣ－Ｈ結合を有する樹脂層で
覆われ、該樹脂層の表面に該Ｃ－Ｈ結合がＣ－Ｆ結合に置換（改質）されたフッ素含有樹
脂層を形成することで、フィルムミラーの表面のみならず、側面全周にも該フッ素含有樹
脂層が形成されるで、フィルムミラーの側面からの酸化劣化や腐食の促進を抑制、防止す
ることができ、本発明の効果を更に高めることができる。
【００２９】
　請求項３に係る本発明のフィルムミラーの製造方法は、樹脂基材上に設けられた銀反射
層の光入射側にＣ－Ｈ結合を有する樹脂層を設け、フッ素ガス雰囲気下で、該Ｃ－Ｈ結合
をＣ－Ｆ結合に置換（改質）するフッ素化処理を行い、該Ｃ－Ｈ結合を有する樹脂層表面
に該Ｃ－Ｆ結合を有するフッ素含有樹脂層を形成する方法である。上記フッ素化処理によ
って塗布や蒸着に比較して均一なフッ素含有樹脂層を形成することができ、太陽光や酸素
・水蒸気・硫黄等に対する樹脂表面の劣化進行による凹凸の荒れやクラックの発生を防止
し、内部樹脂層の酸化劣化や銀反射層の腐食を効果的に防ぐことができる。
【００３０】
　請求項４に係る太陽熱発電用反射装置は、本発明のフィルムミラーを用いて、前記樹脂
基材を挟んで前記銀反射層を有する側と反対側の樹脂基材面に塗設された粘着層を介して
、金属基材上に当該フィルムミラーを貼り付けて形成されたことを特徴としている。
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【００３１】
　以下、本発明とその構成要素、及び本発明を実施するための形態・態様について詳細な
説明をする。
【００３２】
　（フィルムミラーの構成概要）
　本発明のフィルムミラーは、樹脂基材上に構成層として少なくとも銀反射層及び該銀反
射層の光入射側に設けられたＣ－Ｈ結合を有する樹脂層を有するフィルムミラーであり、
該Ｃ－Ｈ結合を有する樹脂層の表面に該Ｃ－Ｈ結合がＣ－Ｆ結合に置換（改質）されたフ
ッ素含有樹脂層を有するものである。
【００３３】
　他の構成層として特に限定されるものではなく、構成層として接着層、銅層、腐食防止
層、紫外線吸収層等の特別な機能層を設けてもよい。
【００３４】
　（樹脂基材）
　本発明に係る樹脂基材としては、従来公知の種々の樹脂フィルムを用いることができる
。例えば、セルロースエステル系フィルム、ポリエステル系フィルム、ポリカーボネート
系フィルム、ポリアリレート系フィルム、ポリスルホン（ポリエーテルスルホンも含む）
系フィルム、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート等のポリエステル
フィルム、ポリエチレンフィルム、ポリプロピレンフィルム、セロファン、セルロースジ
アセテートフィルム、セルローストリアセテートフィルム、セルロースアセテートプロピ
オネートフィルム、セルロースアセテートブチレートフィルム、ポリ塩化ビニリデンフィ
ルム、ポリビニルアルコールフィルム、エチレンビニルアルコールフィルム、シンジオタ
クティックポリスチレン系フィルム、ポリカーボネートフィルム、ノルボルネン系樹脂フ
ィルム、ポリメチルペンテンフィルム、ポリエーテルケトンフィルム、ポリエーテルケト
ンイミドフィルム、ポリアミドフィルム、フッ素樹脂フィルム、ナイロンフィルム、ポリ
メチルメタクリレートフィルム、アクリルフィルム等を挙げることができる。中でも、ポ
リカーボネート系フィルム、ポリエステル系フィルム、ノルボルネン系樹脂フィルムが好
ましい。
【００３５】
　特にポリエステル系フィルム、ノルボルネン系樹脂フィルムを用いることが好ましく、
溶融流延製膜で製造されたフィルムであっても、溶液流延製膜で製造されたフィルムであ
ってもよい。
【００３６】
　当該樹脂基材の厚さは、樹脂の種類及び目的等に応じて適切な厚さにすることが好まし
い。例えば、一般的には、１０～３００μｍの範囲内である。好ましくは２０～２００μ
ｍ、更に好ましくは３０～１００μｍである。
【００３７】
　（接着層）
　本発明に用いられる接着層は銀反射層と、樹脂基材またはＣ－Ｈ結合を有する樹脂層と
の接着性を高める機能があるものであれば特に限定はないが、樹脂からなることが好まし
い。従って、当該接着層は、樹脂基材（樹脂フィルム）と銀反射層とを密着する密着性、
例えば銀反射層を真空蒸着法等で形成する時の熱にも耐え得る耐熱性、及び銀反射層が本
来有する高い反射性能を引き出すための平滑性が必要である。
【００３８】
　当該接着層に使用するバインダーとしての樹脂は、上記の密着性、耐熱性、及び平滑性
の条件を満足するものであれば特に制限はなく、ポリエステル系樹脂、アクリル系樹脂、
メラミン系樹脂、エポキシ系樹脂、ポリアミド系樹脂、塩化ビニル系樹脂、塩化ビニル酢
酸ビニル共重合体系樹脂等の単独またはこれらの混合樹脂が使用でき、耐候性の点からポ
リエステル系樹脂とメラミン系樹脂の混合樹脂が好ましく、さらにイソシアネート等の硬
化剤を混合した熱硬化型樹脂とすればより好ましい。
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【００３９】
　当該接着層は、後述する腐食防止剤、酸化防止剤等を含有した腐食防止剤層として機能
してもよい。
【００４０】
　当該接着層の厚さは、密着性、平滑性、反射材の反射率等の観点から、０．０１～３μ
ｍが好ましく、より好ましくは０．１～１μｍである。
【００４１】
　接着層の形成方法は、グラビアコート法、リバースコート法、ダイコート法等、従来公
知のコーティング方法が使用できる。
【００４２】
　（銀反射層）
　本発明に係る銀反射層の形成法としては、湿式法及び乾式法のどちらも使用することが
できる。
【００４３】
　湿式法とは、めっき法の総称であり、溶液から金属を析出させ膜を形成する方法である
。具体例をあげるとすれば、銀鏡反応などがある。
【００４４】
　一方、乾式法とは、真空成膜法の総称であり、具体的に例示するとすれば、抵抗加熱式
真空蒸着法、電子ビーム加熱式真空蒸着法、イオンプレーティング法、イオンビームアシ
スト真空蒸着法、スパッタ法などがある。とりわけ、本発明には連続的に成膜するロール
ツーロール方式が可能な蒸着法が好ましく用いられる。すなわち、本発明のフィルムミラ
ーを製造するフィルムミラーの製造方法としては、当該銀反射層を銀蒸着によって形成す
る工程を有する態様の製造方法であることが好ましい。
【００４５】
　当該銀反射層の厚さは、反射率等の観点から、１０～２００ｎｍが好ましく、より好ま
しくは３０～１５０ｎｍである。
【００４６】
　本発明において、銀反射層は支持体に対して光線入射側にあっても、その反対側にあっ
ても良いが、支持体が樹脂であることから、光線による樹脂劣化を防止する目的から、光
線入射側に位置する方が好ましい。
【００４７】
　（Ｃ－Ｈ結合を有する樹脂層とＣ－Ｆ結合を有するフッ素含有樹脂層）
　本発明に係るＣ－Ｈ結合を有する樹脂層は、銀反射層の少なくとも光入射側に配置され
ていることが必要であり、銀反射層の両側に配置されていてもよい。
【００４８】
　該樹脂層は銀反射層に隣接していてもよく、また他の機能層を介して配置されていても
よい。
【００４９】
　また、本発明のフィルムミラーにおいて、Ｃ－Ｈ結合を有する樹脂層が入射光側の最表
面層として配置されることが本発明の効果を高める上で好ましく、更に本発明のフィルム
ミラー全体が該Ｃ－Ｈ結合を有する樹脂層で覆われていることも好ましい。
【００５０】
　図１は本発明に係るフィルムミラーの模式図である。但し、本発明はこれに限定される
ものではない。
【００５１】
　図１（ａ）は、樹脂基材５上に接着層１を塗設形成し、更にその上に銀反射層３を設け
、それと隣接して本発明に係るＣ－Ｈ結合を有する樹脂層２を設ける。この試料に後述す
るフッ素化処理を行い、該Ｃ－Ｈ結合を有する樹脂層２の表面に、Ｃ－Ｆ結合を有するフ
ッ素含有樹脂層４を形成する。
【００５２】



(8) JP 2011-158751 A 2011.8.18

10

20

30

40

50

　図１（ｂ）は、請求項２に係るフィルムミラーの模式図である。上記樹脂層２を銀反射
層の幅より広く形成した後、ロール加圧等の手段により、樹脂基材５と樹脂層２の端部で
銀反射層を覆うようにラミネートした後、フィルムミラー全体に対して上記フッ素化処理
を行い、外周側面部を含め全体にＣ－Ｆ結合を有するフッ素含有樹脂層４を形成する。こ
のケースでは、樹脂基材はＣ－Ｈ結合を有する樹脂で構成されていることが好ましい。
【００５３】
　従って図１（ｂ）のケースでは、フィルムミラーの表面のみならず、外周側面すべてが
フッ素含有樹脂層４に覆われる為、表面、裏面のみならず、外周側面からの酸素・水蒸気
・硫黄等の侵入を防止することができ、内部樹脂層の酸化劣化や銀反射層の腐食を顕著に
防ぐことができる。
【００５４】
　本発明に係るＣ－Ｈ結合を有する樹脂層に含まれる樹脂は、特に限定されるものではな
いが、該Ｃ－Ｈ結合を有する樹脂は成形性の観点から、活性エネルギー線硬化型樹脂、ま
たは熱硬化型熱可塑性樹脂であることが好ましく、当該樹脂としては、アクリル系樹脂、
環状オレフィン系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリエーテル系
樹脂、ポリアミド系樹脂またはポリイミド系樹脂が例示され、中でもアクリル系樹脂が好
ましい。
【００５５】
　活性エネルギー線硬化型のアクリル系樹脂または熱硬化型のアクリル系樹脂は、重合硬
化成分として多官能アクリレート、アクリルオリゴマーあるいは反応性希釈剤を含む組成
物である。その他に必要に応じて光開始剤、光増感剤、熱重合開始剤あるいは改質剤等を
含有しているものを用いてもよい。
【００５６】
　アクリルオリゴマーとは、アクリル系樹脂骨格に反応性のアクリル基が結合されたもの
を始めとして、ポリエステルアクリレート、ウレタンアクリレート、エポキシアクリレー
ト、ポリエーテルアクリレートなどであり、また、メラミンやイソシアヌール酸などの剛
直な骨格にアクリル基を結合したものなども用いられ得る。
【００５７】
　市販されている多官能アクリル系樹脂としては、三菱レイヨン株式会社；（商品名“ダ
イヤビーム（登録商標）”シリーズなど）、長瀬産業株式会社；（商品名“デナコール（
登録商標）”シリーズなど）、新中村株式会社；（商品名“ＮＫエステル”シリーズなど
）、ＤＩＣ株式会社；（商品名“ＵＮＩＤＩＣ（登録商標）”シリーズなど）、東亞合成
化学工業株式会社；（商品名“アロニックス（登録商標）”シリーズなど）、日本油脂株
式会社；（商品名“ブレンマー（登録商標）”シリーズなど）、日本化薬株式会社；（商
品名“ＫＡＹＡＲＡＤ（登録商標）”シリーズなど）、共栄社化学株式会社；（商品名“
ライトエステル”シリーズ、“ライトアクリレート”シリーズなど）などの製品を利用す
ることができる。
【００５８】
　Ｃ－Ｈ結合を有する樹脂層は、密着性、耐候性等の観点から、膜厚は０．０１～３μｍ
が好ましく、より好ましくは０．１～１μｍである。前記樹脂層の形成方法は、樹脂を適
当な溶剤に溶解し、グラビアコート法、リバースコート法、ダイコート法等、従来公知の
コーティング方法が使用して塗布できる。
【００５９】
　次に。本発明に係るＣ－Ｆ結合を有するフッ素含有樹脂層について説明する。
【００６０】
　本発明に係るフッ素含有樹脂層は、前記Ｃ－Ｈ結合を有する樹脂層の表面に本発明に係
るフッ素化処理を施すことにより、該Ｃ－Ｈ結合がＣ－Ｆ結合に置換（改質）された樹脂
が形成されフッ素含有樹脂層となるものである。該Ｃ－Ｆ結合による置換（改質）の結果
Ｃ－Ｈ結合より樹脂の結合力が強化され、太陽光や酸素・水蒸気・硫黄等に対する樹脂表
面の劣化進行による凹凸の荒れやクラックの発生を防止し、内部樹脂層の酸化劣化や銀反
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射層の腐食を防ぐことができる。
【００６１】
　フッ素化処理は、上記Ｃ－Ｈ結合を有する樹脂層の表面部位や、或いはＣ－Ｈ結合を有
する樹脂層に覆われたフィルムミラー全体をフッ素ガス雰囲気中に晒すことによって行わ
れ、その表面にフッ素含有樹脂層を形成することができる。フッ素ガス雰囲気中のフッ素
ガス濃度、フッ素ガス雰囲気中に曝露する温度や時間を適宜選択することにより、フッ素
含有樹脂層の層厚およびフッ素化率を任意に制御できる。
【００６２】
　フッ素化率とはＣ－Ｈ結合を有する樹脂層中のＣ－Ｈ結合がＣ－Ｆ結合に置換された効
率をいい、樹脂層のＩＲ分析等でＣ－Ｈ結合とＣ－Ｆ結合の分量から求められる。フッ素
化率は１０～９５％であることが好ましく、３０～９０％であることがより好ましく、５
０～９０％であることが、樹脂の柔軟性と本発明の耐久性の効果を得る上で、特に好まし
い。
【００６３】
　ここで、フッ素ガス雰囲気とは、フッ素ガスを含む気体に覆われていることを意味し、
フッ素ガスと窒素、アルゴン等の不活性ガスとの混合ガスに覆われていることも含まれる
。
【００６４】
　また、フッ素ガス雰囲気中のフッ素ガスの濃度は、Ｃ－Ｈ結合を有する樹脂層の厚みに
応じて適宜選択することができる。
【００６５】
　例えば、窒素ガス等で希釈した種々の濃度のフッ素ガス中に、所定温度、所定時間曝す
ことにより、Ｃ－Ｈ結合を有する樹脂層の表面から内部に向かって徐々に分子内でのフッ
素の導入が起こり、材料のフッ素含有率が増加していくことになる。
【００６６】
　材料表面からのフッ素の浸透深さ、フッ素処理後の材料中のフッ素含有率は、フッ素処
理中のフッ素ガスの濃度、フッ素処理温度、フッ素処理時間に依存して変化する。
【００６７】
　これらの条件については特に制限はないが、フッ素濃度が高い場合、処理時間が長い場
合、処理温度が高い場合にフッ素の浸透深さが深くなり、またフッ素処理後のフッ素含有
樹脂層のフッ素含有率が高くなる。
【００６８】
　但し、極端にフッ素濃度を高くしたり、極端な高温長時間でのフッ素化処理を行うと樹
脂分子が劣化するため、通常のフッ素化処理条件としてはフッ素濃度が１ｐｐｍ～２５％
、処理温度が１０～１００℃、処理時間が０．１秒～１２０分が好適である。
【００６９】
　（その他の構成層）
　本発明のフィルムミラーは、その他の構成層として銅層、腐食防止剤層、紫外線吸収層
等を設けることが好ましい。
【００７０】
　（銅層）
　本発明に用いられる銅層の形成法としては、銀反射層同様に湿式法及び乾式法のどちら
も使用することができる。とりわけ、本発明には連続的に成膜するロールツーロール方式
が可能な蒸着法が好ましく用いられる。すなわち、本発明のフィルムミラーを製造するフ
ィルムミラーの製造方法としては、当該銅層を蒸着によって形成する工程を有する態様の
製造方法であることが好ましい。
【００７１】
　（腐食防止剤層）
　本発明に用いられる腐食防止剤層は、腐食防止剤のみから形成される層または腐食防止
剤を含有した樹脂からなる層であるが、腐食防止剤を含有した樹脂層が好ましく用いられ
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る。さらに好ましくは腐食防止剤が０．０１質量％から１０質量％含有した樹脂層を用い
るのがよい。さらに、腐食防止剤層に用いる樹脂は、接着剤層としての機能を有するもの
がよく、銀反射層と樹脂基材（樹脂フィルム）との接着性を高める機能があるものであれ
ば特に限定はない。従って、当該腐食防止剤層に用いる樹脂は、樹脂基材と銀反射層とを
密着する密着性、銀反射層を真空蒸着法等で形成する時の熱にも耐え得る耐熱性、及び銀
反射層が本来有する高い反射性能を引き出すための平滑性が必要である。
【００７２】
　当該腐食防止剤層に使用する樹脂は、上記の密着性、耐熱性、及び平滑性の条件を満足
するものであれば特に制限はなく、ポリエステル系樹脂、アクリル系樹脂、メラミン系樹
脂、エポキシ系樹脂、ポリアミド系樹脂、塩化ビニル系樹脂、塩化ビニル酢酸ビニル共重
合体系樹脂等の単独またはこれらの混合樹脂が使用でき、耐候性の点からポリエステル系
樹脂とメラミン系樹脂の混合樹脂が好ましく、さらにイソシアネート等の硬化剤を混合し
た熱硬化型樹脂とすればより好ましい。
【００７３】
　当該腐食防止剤層の厚さは、密着性、平滑性、反射材の反射率等の観点から、０．０１
～３μｍが好ましく、より好ましくは０．１～１μｍである。
【００７４】
　腐食防止剤層の形成方法は、グラビアコート法、リバースコート法、ダイコート法等、
従来公知のコーティング方法が使用できる。
【００７５】
　〈腐食防止剤〉
　本発明に用いられる銀反射層の腐食防止剤は、大別して、銀に対する吸着性基を有する
腐食防止剤と酸化防止剤が好ましく用いられる。
【００７６】
　ここで、「腐食」とは、金属（銀）がそれをとり囲む環境物質によって、化学的または
電気化学的に浸食されるか若しくは材質的に劣化する現象をいう（ＪＩＳ　Ｚ０１０３－
２００４参照）。
【００７７】
　なお、腐食防止剤の含有量は、使用する化合物によって最適量は異なるが、一般的には
、０．１～１．０／ｍ２の範囲内であることが好ましい。
【００７８】
　〈銀に対する吸着性基を有する腐食防止剤〉
　銀に対する吸着性基を有する腐食防止剤としては、アミン類およびその誘導体、ピロー
ル環を有する化合物、トリアゾール環を有する化合物、ピラゾール環を有する化合物、チ
アゾール環を有する化合物、イミダゾール環を有する化合物、インダゾール環を有する化
合物、銅キレート化合物類、チオ尿素類、メルカプト基を有する化合物、ナフタレン系の
少なくとも一種またはこれらの混合物から選ばれることが望ましい。
【００７９】
　アミン類およびその誘導体としては、エチルアミン、ラウリルアミン、トリ－ｎ－ブチ
ルアミン、Ｏ－トルイジン、ジフェニルアミン、エチレンジアミン、ジエチレントリアミ
ン、トリエチレンテトラミン、テトラエチレンペンタミン、モノエタノールアミン、ジエ
タノールアミン、トリエタノールアミン、２Ｎ－ジメチルエタノールアミン、２－アミノ
－２－メチル－１，３－プロパンジオール、アセトアミド、アクリルアミド、ベンズアミ
ド、ｐ－エトキシクリソイジン、ジシクロヘキシルアンモニウムナイトライト、ジシクロ
ヘキシルアンモニウムサリシレート、モノエタノールアミンベンゾエート、ジシクロヘキ
シルアンモニウムベンゾエート、ジイソプロピルアンモニウムベンゾエート、ジイソプロ
ピルアンモニウムナイトライト、シクロヘキシルアミンカーバメイト、ニトロナフタレン
アンモニウムナイトライト、シクロヘキシルアミンベンゾエート、ジシクロヘキシルアン
モニウムシクロヘキサンカルボキシレート、シクロヘキシルアミンシクロヘキサンカルボ
キシレート、ジシクロヘキシルアンモニウムアクリレート、シクロヘキシルアミンアクリ
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レート等、あるいはこれらの混合物が挙げられる。
【００８０】
　ピロール環を有する物としては、Ｎ－ブチル－２，５－ジメチルピロール、Ｎ－フェニ
ル－２，５－ジメチルピロール、Ｎ－フェニル－３－ホルミル－２，５－ジメチルピロー
ル、Ｎ－フェニル－３，４－ジホルミル－２，５－ジメチルピロール等、あるいはこれら
の混合物が挙げられる。
【００８１】
　トリアゾール環を有する化合物としては、１，２，３－トリアゾール、１，２，４－ト
リアゾール、３－メルカプト－１，２，４－トリアゾール、３－ヒドロキシ－１，２，４
－トリアゾール、３－メチル－１，２，４－トリアゾール、１－メチル－１，２，４－ト
リアゾール、１－メチル－３－メルカプト－１，２，４－トリアゾール、４－メチル－１
，２，３－トリアゾール、ベンゾトリアゾール、トリルトリアゾール、１－ヒドロキシベ
ンゾトリアゾール、４，５，６，７－テトラハイドロトリアゾール、３－アミノ－１，２
，４－トリアゾール、３－アミノ－５－メチル－１，２，４－トリアゾール、カルボキシ
ベンゾトリアゾール、２－（２′－ヒドロキシ－５′－メチルフェニル）ベンゾトリアゾ
ール、２－（２′－ヒドロキシ－５′－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）ベンゾトリアゾール
、２－（２′－ヒドロキシ－３′，５′－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）ベンゾトリア
ゾール、２－（２′－ヒドロキシ－４－オクトキシフェニル）ベンゾトリアゾール等、あ
るいはこれらの混合物が挙げられる。
【００８２】
　ピラゾール環を有する化合物としては、ピラゾール、ピラゾリン、ピラゾロン、ピラゾ
リジン、ピラゾリドン、３，５－ジメチルピラゾール、３－メチル－５－ヒドロキシピラ
ゾール、４－アミノピラゾール等、あるいはこれらの混合物が挙げられる。
【００８３】
　チアゾール環を有する化合物としては、チアゾール、チアゾリン、チアゾロン、チアゾ
リジン、チアゾリドン、イソチアゾール、ベンゾチアゾール、２－Ｎ，Ｎ－ジエチルチオ
ベンゾチアゾール、Ｐ－ジメチルアミノベンザルロダニン、２－メルカプトベンゾチアゾ
ール等、あるいはこれらの混合物が挙げられる。
【００８４】
　イミダゾール環を有する化合物としては、イミダゾール、ヒスチジン、２－ヘプタデシ
ルイミダゾール、２－メチルイミダゾール、２－エチル－４－メチルイミダゾール、２－
フェニルイミダゾール、２－ウンデシルイミダゾール、１－ベンジル－２－メチルイミダ
ゾール、２－フェニル－４－メチルイミダゾール、１－シアノエチル－２－メチルイミダ
ゾール、１－シアノエチル－２－フェニルイミダゾール、１－シアノエチル－２－エチル
－４－メチルイミダゾール、１－シアノエチル－２－ウンデシルイミダゾール、２－フェ
ニル－４－メチル－５－ヒドロメチルイミダゾール、２－フェニル－４，５－ジヒドロキ
シメチルイミダゾール、４－フォルミルイミダゾール、２－メチル－４－フォルミルイミ
ダゾール、２－フェニル－４－フォルミルイミダゾール、４－メチル－５－フォルミルイ
ミダゾール、２－エチル－４－メチル－５－フォルミルイミダゾール、２－フェニル－４
－メチル－４－フォルミルイミダゾール、２－メルカプトベンゾイミダゾール等、あるい
はこれらの混合物が挙げられる。
【００８５】
　インダゾール環を有する化合物としては、４－クロロインダゾール、４－ニトロインダ
ゾール、５－ニトロインダゾール、４－クロロ－５－ニトロインダゾール等、あるいはこ
れらの混合物が挙げられる。
【００８６】
　銅キレート化合物類としては、アセチルアセトン銅、エチレンジアミン銅、フタロシア
ニン銅、エチレンジアミンテトラアセテート銅、ヒドロキシキノリン銅等、あるいはこれ
らの混合物が挙げられる。
【００８７】
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　チオ尿素類としては、チオ尿素、グアニルチオ尿素等、あるいはこれらの混合物が挙げ
られる。
【００８８】
　メルカプト基を有する化合物としては、すでに上記に記載した材料も加えれば、メルカ
プト酢酸、チオフェノール、１，２－エタンジオール、３－メルカプト－１，２，４－ト
リアゾール、１－メチル－３－メルカプト－１，２，４－トリアゾール、２－メルカプト
ベンゾチアゾール、２－メルカプトベンゾイミダゾール、グリコールジメルカプトアセテ
ート、３－メルカプトプロピルトリメトキシシラン等、あるいはこれらの混合物が挙げら
れる。
【００８９】
　ナフタレン系としては、チオナリド等が挙げられる。
【００９０】
　〈酸化防止剤〉
　本発明に用いられる銀反射層の腐食防止剤としては酸化防止剤を用いることもできる。
【００９１】
　酸化防止剤としては、フェノール系酸化防止剤、チオール系酸化防止剤およびホスファ
イト系酸化防止剤を使用することが好ましい。
【００９２】
　フェノール系酸化防止剤としては、例えば、１，１，３－トリス（２－メチル－４－ヒ
ドロキシ－５－ｔ－ブチルフェニル）ブタン、２，２′－メチレンビス（４－エチル－６
－ｔ－ブチルフェノール）、テトラキス－〔メチレン－３－（３′，５′－ジ－ｔ－ブチ
ル－４′－ヒドロキシフェニル）プロピオネート〕メタン、２，６－ジ－ｔ－ブチル－ｐ
－クレゾール、４，４′－チオビス（３－メチル－６－ｔ－ブチルフェノール）、４，４
′－ブチリデンビス（３－メチル－６－ｔ－ブチルフェノール）、１，３，５－トリス（
３′，５′－ジ－ｔ－ブチル－４′－ヒドロキシベンジル）－Ｓ－トリアジン－２，４，
６－（１Ｈ，３Ｈ，５Ｈ）トリオン、ステアリル－β－（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－
ヒドロキシフェニル）プロピオネート、トリエチレングリコールビス〔３－（３－ｔ－ブ
チル－５－メチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオネー〕、３，９－ビス［１，１－
ジ－メチル－２－〔β－（３－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシ－５－メチルフェニル）プロ
ピオニルオキシ〕エチル］－２，４，８，１０－テトラオキオキサスピロ〔５，５〕ウン
デカン、１，３，５－トリメチル－２，４，６－トリス（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－
ヒドロキシベンジル）ベンゼン等が挙げられる。特に、フェノール系酸化防止剤としては
、分子量が５５０以上のものが好ましい。
【００９３】
　チオール系酸化防止剤としては、例えば、ジステアリル－３，３′－チオジプロピオネ
ート、ペンタエリスリトール－テトラキス－（β－ラウリル－チオプロピオネート）等を
挙げられる。
【００９４】
　ホスファイト系酸化防止剤としては、例えば、トリス（２，４－ジ－ｔ－ブチルフェニ
ル）ホスファイト、ジステアリルペンタエリスリトールジホスファイト、ジ（２，６－ジ
－ｔ－ブチルフェニル）ペンタエリスリトールジホスファイト、ビス－（２，６－ジ－ｔ
－ブチル－４－メチルフェニル）－ペンタエリスリトールジホスファイト、テトラキス（
２，４－ジ－ｔ－ブチルフェニル）４，４′－ビフェニレン－ジホスホナイト、２，２′
－メチレンビス（４，６－ジ－ｔ－ブチルフェニル）オクチルホスファイト等が挙げられ
る。
【００９５】
　なお、本発明においては、上記酸化防止剤と下記の光安定剤を併用することもできる。
【００９６】
　ヒンダードアミン系の光安定剤としては、例えば、ビス（２，２，６，６－テトラメチ
ル－４－ピペリジル）セバケート、ビス（１，２，２，６，６－ペンタメチル－４－ピペ
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リジル）セバケート、ビス（１，２，２，６，６－ペンタメチル－４－ピペリジル）－２
－（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジル）－２－ｎ－ブチルマロネート、
１－メチル－８－（１，２，２，６，６－ペンタメチル－４－ピペリジル）－セバケート
、１－［２－〔３－（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオニル
オキシ〕エチル］－４－〔３－（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プ
ロピオニルオキシ〕－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン、４－ベンゾイルオキシ
－２，２、６，６－テトラメチルピペリジン、テトラキス（２，２，６，６－テトラメチ
ル－４－ピペリジル）－１，２，３，４－ブタン－テトラカルボキシレート、トリエチレ
ンジアミン、８－アセチル－３－ドデシル－７，７，９，９－テトラメチル－１，３，８
－トリアザスピロ［４，５］デカン－２，４－ジオン等が挙げられる。
【００９７】
　その他ニッケル系紫外線安定剤として、〔２，２′－チオビス（４－ｔ－オクチルフェ
ノレート）〕－２－エチルヘキシルアミンニッケル（II）、ニッケルコンプレックス－３
，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジル・リン酸モノエチレート、ニッケル・ジ
ブチル－ジチオカーバメート等も使用することが可能である。
【００９８】
　特にヒンダードアミン系の光安定剤としては、３級のアミンのみを含有するヒンダード
アミン系の光安定剤が好ましく、具体的には、ビス（１，２，２，６，６－ペンタメチル
－４－ピペリジル）－セバケート、ビス（１，２，２，６，６－ペンタメチル－４－ピペ
リジル）－２－（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジル）－２－ｎ－ブチル
マロネート、または１，２，２，６，６－ペンタメチル－４－ピペリジノール／トリデシ
ルアルコールと１，２，３，４－ブタンテトラカルボン酸との縮合物が好ましい。
【００９９】
　（紫外線吸収剤を含有する樹脂層）
　本発明のフィルムミラーは、太陽光や紫外線による劣化防止の目的で、銀反射層の更に
入射光側に紫外線吸収剤を含有する樹脂層を設けることも好ましい。また、本発明に係る
Ｃ－Ｈ結合を有する樹脂層に該紫外線吸収剤を含有させてもよい。
【０１００】
　紫外線吸収剤の使用量は、０．１～２０質量％、好ましくは１～１５質量％、さらに好
ましくは３～１０質量％である。２０質量％よりも多いと密着性が悪くなり、０．１質量
％より少ないと耐候性改良効果が小さい。
【０１０１】
　紫外線吸収剤含有樹脂層としては、従来公知の種々の樹脂に紫外線吸収剤を分散させた
フィルムを用いることができる。基材となる樹脂フィルムとしては例えば、セルロースエ
ステル系フィルム、ポリエステル系フィルム、ポリカーボネート系フィルム、ポリアリレ
ート系フィルム、ポリスルホン（ポリエーテルスルホンも含む）系フィルム、ポリエチレ
ンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート等のポリエステルフィルム、ポリエチレン
フィルム、ポリプロピレンフィルム、セロファン、セルロースジアセテートフィルム、セ
ルローストリアセテートフィルム、セルロースアセテートプロピオネートフィルム、セル
ロースアセテートブチレートフィルム、ポリ塩化ビニリデンフィルム、ポリビニルアルコ
ールフィルム、エチレンビニルアルコールフィルム、シンジオタクティックポリスチレン
系フィルム、ポリカーボネートフィルム、ノルボルネン系樹脂フィルム、ポリメチルペン
テンフィルム、ポリエーテルケトンフィルム、ポリエーテルケトンイミドフィルム、ポリ
アミドフィルム、フッ素樹脂フィルム、ナイロンフィルム、ポリメチルメタクリレートフ
ィルム、アクリルフィルム等を挙げることができる。中でも、ポリカーボネート系フィル
ム、ポリエステル系フィルム、ノルボルネン系樹脂フィルムが好ましい。
【０１０２】
　特にアクリル系フィルムを用いることが好ましい。また溶融流延製膜で製造されたフィ
ルムであっても、溶液流延製膜で製造されたフィルムであってもよい。
【０１０３】
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　〈紫外線吸収剤〉
　紫外線吸収剤としては、ベンゾフェノン系、ベンゾトリアゾール系、サリチル酸フェニ
ル系、トリアジン系等が挙げられる。
【０１０４】
　ベンゾフェノン系紫外線吸収剤としては、２，４－ジヒドロキシ－ベンゾフェノン、２
－ヒドロキシ－４－メトキシ－ベンゾフェノン、２－ヒドロキシ－４－ｎ－オクトキシ－
ベンゾフェノン、２－ヒドロキシ－４－ドデシロキシ－ベンゾフェノン、２－ヒドロキシ
－４－オクタデシロキシ－ベンゾフェノン、２，２′－ジヒドロキシ－４－メトキシ－ベ
ンゾフェノン、２，２′－ジヒドロキシ－４，４′－ジメトキシ－ベンゾフェノン、２，
２′，４，４′－テトラヒドロキシ－ベンゾフェノン等が挙げられる。
【０１０５】
　ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤としては、２－（２′－ヒドロキシ－５－メチルフ
ェニル）ベンゾトリアゾール、２－（２′－ヒドロキシ－３′，５′－ジ－ｔ－ブチルフ
ェニル）ベンゾトリアゾール、２－（２′－ヒドロキシ－３′－ｔ－ブチル－５′－メチ
ルフェニル）ベンゾトリアゾール等が挙げられる。
【０１０６】
　サリチル酸フェニル系紫外線吸収剤としては、フェニルサルチレート、２－４－ジ－ｔ
－ブチルフェニル－３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンゾエート等が挙げられ
る。ヒンダードアミン系紫外線吸収剤としては、ビス（２，２，６，６－テトラメチルピ
ペリジン－４－イル）セバケート等が挙げられる。
【０１０７】
　トリアジン系紫外線吸収剤としては、２，４－ジフェニル－６－（２－ヒドロキシ－４
－メトキシフェニル）－１，３，５－トリアジン、２，４－ジフェニル－６－（２－ヒド
ロキシ－４－エトキシフェニル）－１，３，５－トリアジン、２，４－ジフェニル－（２
－ヒドロキシ－４－プロポキシフェニル）－１，３，５－トリアジン、２，４－ジフェニ
ル－（２－ヒドロキシ－４－ブトキシフェニル）－１，３，５－トリアジン、２，４－ジ
フェニル－６－（２－ヒドロキシ－４－ブトキシフェニル）－１，３，５－トリアジン、
２，４－ジフェニル－６－（２－ヒドロキシ－４－ヘキシルオキシフェニル）－１，３，
５－トリアジン、２，４－ジフェニル－６－（２－ヒドロキシ－４－オクチルオキシフェ
ニル）－１，３，５－トリアジン、２，４－ジフェニル－６－（２－ヒドロキシ－４－ド
デシルオキシフェニル）－１，３，５－トリアジン、２，４－ジフェニル－６－（２－ヒ
ドロキシ－４－ベンジルオキシフェニル）－１，３，５－トリアジン等が挙げられる。
【０１０８】
　紫外線吸収剤としては、上記以外に紫外線の保有するエネルギーを、分子内で振動エネ
ルギーに変換し、その振動エネルギーを、熱エネルギー等として放出する機能を有する化
合物が含まれる。さらに、酸化防止剤あるいは着色剤等との併用で効果を発現するもの、
あるいはクエンチャーと呼ばれる、光エネルギー変換剤的に作用する光安定剤等も併用す
ることができる。但し、上記の紫外線吸収剤を使用する場合は、紫外線吸収剤の光吸収波
長が、光重合開始剤の有効波長と重ならないものを選択する必要がある。
【０１０９】
　通常の紫外線防止剤を使用する場合は、可視光でラジカルを発生する光重合開始剤を使
用することが有効である。
【０１１０】
　（フィルムミラー全体の厚さ）
　本発明のフィルムミラー全体の厚さは、ミラーのたわみ防止、正反射率、取り扱い性等
の観点から、７５～２５０μｍが好ましく、更に好ましくは９０～２３０μｍ、更に好ま
しくは１００～２２０μｍである。
【０１１１】
　（太陽熱発電用反射装置）
　本発明の太陽熱発電用反射装置は、太陽光を集光する目的において、好ましく使用でき
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る。本発明のフィルムミラー単体で太陽熱発電用反射装置として用いることもできるが、
より好ましくは、樹脂基材を挟んで銀反射層を有する側と反対側の樹脂基材面に塗設され
た粘着層を介して、他基材上に、特に金属基材上に、当該フィルムミラーを貼り付けて太
陽熱発電用反射装置として用いることである。
【０１１２】
　〈粘着層〉
　金属基材と本発明の太陽熱発電用反射装置を貼り合わせる粘着層としては、特に制限さ
れず、例えばドライラミネート剤、ウエットラミネート剤、粘着剤、ヒートシール剤、ホ
ットメルト剤などのいずれもが用いられる。
【０１１３】
　例えばポリエステル系樹脂、ウレタン系樹脂、ポリ酢酸ビニル系樹脂、アクリル系樹脂
、ニトリルゴムなどが用いられる。
【０１１４】
　ラミネート方法は特に制限されず、例えばロール式で連続的に行うのが経済性及び生産
性の点から好ましい。
【０１１５】
　厚さは、粘着効果、乾燥速度等の観点から、通常１～５０μｍ程度の範囲であることが
好ましい。
【０１１６】
　〈金属基材〉
　本発明の太陽熱発電用反射装置を貼り合わせる金属基材としては、鋼板、銅板、アルミ
ニウム板、アルミニウムめっき鋼板、アルミニウム系合金めっき鋼板、銅めっき鋼板、錫
めっき鋼板、クロムめっき鋼板、ステンレス鋼板など熱伝導率の高い金属材料を用いるこ
とができる。本発明においては、特に耐食性の良好なめっき鋼板、ステンレス鋼板、アル
ミニウム板などを用いることが好ましい。
【０１１７】
　また、本発明の太陽熱発電用反射装置は金属基材以外の他基材を用いて太陽熱発電用反
射装置とすることもでき、該他基材としては、銀反射層層の保護性を付与できるものであ
ればよく、例えば、アクリルフィルム又はシート、ポリカーボネートフィルム又はシート
、ポリアリレートフィルム又はシート、ポリエチレンナフタレートフィルム又はシート、
ポリエチレンテレフタレートフィルム又はシート、フッ素フィルムなどのプラスチックフ
ィルム又はシート、又は酸化チタン、シリカ、アルミニウム粉、銅粉などを練り込んだ樹
脂フィルム又はシート、これらを練り込んだ樹脂をコーティングしたり金属蒸着などの表
面加工を施した樹脂フィルム又はシートが用いられる。
【０１１８】
　貼り合わせるフィルムまたはシートの厚さは、特に制限はないが通常１２～２５０μｍ
の範囲であることが好ましい。
【０１１９】
　また、これらの他基材は本発明の太陽熱発電用反射装置と貼り合わせる前に凹部や凸部
を設けてから貼り合せてもよく、貼り合せた後で凹部や凸部を有するように成形してもよ
く、貼り合わせと凹部や凸部を有するように成形することを同時にしてもよい。
【実施例】
【０１２０】
　以下、本発明について実施例および比較例を用いて具体的に説明するが、本発明はこれ
らに限定されるものではない。
【０１２１】
　［実施例１］
　樹脂基材として、２軸延伸ポリエステルフィルム（ポリエチレンテレフタレートフィル
ム、厚さ１００μｍ）を用いた。上記ポリエチレンテレフタレートフィルムの片面に、ポ
リエステル系樹脂とＴＤＩ系イソシアネートを樹脂固形分比率で１０：２に混合した樹脂
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中に、酸化防止剤としてＩＲＧＡＮＯＸ１０１０（チバ・ジャパン社製）および腐食防止
剤としてＴＩＮＵＶＩＮ２３４（チバ・ジャパン社製）をそれぞれ塗布後に０．３ｇ／ｍ
２となるよう調整した量を添加し、グラビアコート法によりコーティングして、厚さ０．
１μｍの酸化防止剤及び腐食防止剤を含有する接着層を兼ねる樹脂層１を形成した。続い
て樹脂層１の上に前処理として、ランタンアルミネート（Ｌａ２ｘＡｌ２ｙＯ３（ｘ＋ｙ

））からなる密着安定剤（Ｍ３　Ｐａｔｉｎａｌ，メルク社製）を真空蒸着で５０ｎｍ積
層させ、密着安定剤の上に、銅層として、真空蒸着法により厚さ８０ｎｍの銅層を形成し
、更に銅層上に、銀反射層として、真空蒸着法により厚さ８０ｎｍの銀反射層を形成した
。
【０１２２】
　続いて、銀反射層上に、樹脂層１と同じ組成の組成物を樹脂層１の積層と同じ方法によ
り積層させることで厚さ０．１μｍの樹脂層２を形成した。次いで、樹脂層２の平面部に
下記フッ素化処理を行ってフッ素含有樹脂層４を形成し、実施例１のフィルムミラーを作
製した。
【０１２３】
　続いて、樹脂基材の銀反射層とは反対側の面に粘着層としてアクリル樹脂接着剤（昭和
高分子社製）を厚さ１０μｍの厚さでコートし、厚さ０．１ｍｍで、たて４ｃｍ×よこ５
ｃｍのアルミ板（住友軽金属社製）上に、上記実施例１のフィルムミラーを、粘着層を介
して貼り付け、太陽熱発電用反射装置１を作製した。
【０１２４】
　〈フッ素化処理〉
　フッ素化処理は、試料を１．１気圧、常温、フッ素ガス濃度５％の雰囲気下に処理時間
２分間曝して行った。
【０１２５】
　［実施例２］
　実施例１において、銀反射層上に樹脂層１と同じ組成物を銀反射層よりも幅広くグラビ
アコート法によりコーティングし樹脂層２を形成した後、ロール加圧装置により樹脂層２
の端部と樹脂基材により銀反射層をラミネートした。（図１（ｂ）参照。）次いで、試料
全体にフッ素化処理を行い、フッ素含有樹脂層４を形成し、実施例２のフィルムミラーを
作製した。実施例１と同様にして、樹脂基材の銀反射層とは反対側の面に粘着層としてア
クリル樹脂接着剤（昭和高分子社製）を厚さ１０μｍの厚さでコートし、厚さ０．１ｍｍ
で、たて４ｃｍ×よこ５ｃｍのアルミ板（住友軽金属社製）上に、上記実施例２のフィル
ムミラーを、粘着層を介して貼り付け、太陽熱発電用反射装置２を作製した。
【０１２６】
　［実施例３］
　実施例１の樹脂層２の代わりに、銀反射層に接着層としてアクリル樹脂接着剤（昭和高
分子社製）を厚さ１０μｍの厚さでコートし、該接着層の上に紫外線吸収剤を含有する樹
脂層として紫外線吸収剤を含有するアクリル樹脂フィルム（ＫＯＲＡＤ　ＣＬＲＡＲ０５
００５、ポリマー・エクスクルーディドプロダクト社製）５０μｍを積層させ樹脂層２を
形成した以外は実施例１と同様にフッ素化処理を行い、フッ素含有樹脂層４を形成し、実
施例３のフィルムミラーと太陽熱発電用反射装置３を作製した。
【０１２７】
　［実施例４］
　実施例２の樹脂層２の代わりに、銀反射層に接着層としてアクリル樹脂接着剤（昭和高
分子社製）を厚さ１０μｍの厚さでコートし、該接着層の上に紫外線吸収剤を含有する樹
脂層として紫外線吸収剤を含有するアクリル樹脂フィルム（ＫＯＲＡＤ　ＣＬＲＡＲ０５
００５、ポリマー・エクスクルーディドプロダクト社製）５０μｍを積層させ樹脂層２を
形成した以外は実施例２と同様にして上記紫外線吸収剤を含有するアクリル樹脂フィルム
と樹脂基材により銀反射層をラミネートした後、試料全体にフッ素化処理を行い、フッ素
含有樹脂層４を形成し、実施例４のフィルムミラーと太陽熱発電用反射装置４を作製した
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。
【０１２８】
　［比較例１］
　実施例１においてフッ素化処理を行わなかった以外は同様にして、比較例１のフィルム
ミラーと比較例の太陽熱発電用反射装置１を作製した。
【０１２９】
　［比較例２］
　実施例２においてフッ素化処理を行わなかった以外は同様にして、比較例２のフィルム
ミラーと比較例の太陽熱発電用反射装置２を作製した。
【０１３０】
　［比較例３］
　実施例３においてフッ素化処理を行わなかった以外は同様にして、比較例３のフィルム
ミラーと比較例の太陽熱発電用反射装置３を作製した。
【０１３１】
　［比較例４］
　実施例４においてフッ素化処理を行わなかった以外は同様にして、比較例４のフィルム
ミラーと比較例の太陽熱発電用反射装置４を作製した。
【０１３２】
　［評価］
　上記作製したフィルムミラー及び太陽熱発電用反射装置について、下記の方法により正
反射率及び外観変色度の測定をそれぞれ行った。
【０１３３】
　＜正反射率、外観変化の高温高湿ＵＶ照射試験＞
　表面に純水１０ｍｌを霧吹きを用いて噴霧した後に、＃００００番のスチールウールを
用いて、１０００ｇ／ｃｍ２の摩擦荷重で１０回往復摩擦した後、キセノンランプ照射１
００ｍＷ／ｃｍ２（３００～４００ｎｍ）、ブラックパネル温度６５℃、湿度５０％ＲＨ
、８０時間の強制劣化試験前後での正反射率の低下率を算出した。また、同時に外観変化
も検査した。以下に耐候性試験方法と評価基準を記す。
【０１３４】
　〈正反射率の測定〉
　島津製作所社製の分光光度計「ＵＶ２６５」に、積分球反射付属装置を取り付けたもの
を改造し、反射面の法線に対して、入射光の入射角を５°となるように調整し、反射角５
°の正反射率を測定した。評価は、３５０ｎｍから７００ｎｍまでの平均反射率として測
定した。
【０１３５】
　〈外観の検査〉
　オリンパス社製実体顕微鏡「ＤＰ７０」にて、表面の荒れやクラックの発生、銀反射層
の変色度合いを観察した。
【０１３６】
　＜正反射率＞
　５：反射率の低下率が５％未満
　４：反射率の低下率が５％以上１０％未満
　３：反射率の低下率が１０％以上１５％未満
　２：反射率の低下率が１５％以上２０％未満
　１：反射率の低下率が２０％以上
　＜外観変化面積＞
　◎：フィルムミラー面積に対し５％未満
　○：フィルムミラー面積に対し５％以上２０％未満
　△：フィルムミラー面積に対し２０％以上４０％未満
　×：フィルムミラー面積に対し４０％超
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　上記特性を評価した結果を下記表１に示す。
【０１３７】
【表１】

【０１３８】
　表１に示した評価結果から明らかなように、本発明に係る実施例１～４のフィルムミラ
ー及び太陽熱発電用反射装置の強制劣化試験による正反射率変化並びに外観変化は、比較
例に１～４対して優れていることが分かる。
【０１３９】
　すなわち、本発明のＣ－Ｈ結合を有する樹脂層の表面に、該Ｃ－Ｈ結合がＣ－Ｆ結合に
置換（改質）されたフッ素含有樹脂層を形成することにより、銀反射層の劣化による正反
射率の低下を防止するとともに、軽量で柔軟性があり、製造コストを抑え大面積化・大量
生産することのできる太陽光に対して良好な正反射率を有するフィルムミラー、その製造
方法、及びそれを用いた太陽熱発電用反射装置を提供することができることが分かる。
【０１４０】
　特に、請求項２に係る、フィルムミラー全体が前記Ｃ－Ｈ結合を有する樹脂層で覆われ
、該Ｃ－Ｈ結合がＣ－Ｆ結合に置換（改質）されたフッ素含有樹脂層を有するフィルムミ
ラー（実施例２、実施例４）は、本発明の効果が特に優れることが分かる。
【符号の説明】
【０１４１】
　１　接着層（樹脂層）
　２　Ｃ－Ｈ結合を有する樹脂層
　３　銀反射層
　４　フッ素含有層
　５　樹脂基材
　１０　フィルムミラー
　Ｌ　入射光
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